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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成29年10月26日(2017.10.26)

【公表番号】特表2016-532765(P2016-532765A)
【公表日】平成28年10月20日(2016.10.20)
【年通号数】公開・登録公報2016-060
【出願番号】特願2016-542806(P2016-542806)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  79/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  73/10     (2006.01)
   Ｄ０１Ｆ   6/74     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 179/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ   79/08     　　　Ｚ
   Ｃ０８Ｇ   73/10     　　　　
   Ｄ０１Ｆ    6/74     　　　Ａ
   Ｃ０９Ｄ  179/08     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月12日(2017.9.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下式の構造

【化１】

［式中、ｎは１より大きく；Ｒはそれぞれｐ－フェニレンであり；Ｚは、それぞれ同じで
あっても異なっていてもよく、任意に１～６個のＣ１－１８アルキル基、１～８個のハロ
ゲン原子あるいはこれらの組み合わせで置換された芳香族Ｃ６－２４単環式または多環式
部分であり；－Ｏ－Ｚ－Ｏ－基とフェニル置換基間の二価結合は、３，３’、３，４’、
４，３’および４，４’位置にあり、－Ｏ－Ｚ－Ｏ－基の二価結合は、ビス（ハロフタル
イミド）組成物の質量に対して、少なくとも１５質量％の下式の３，３’－ビス（ハロフ
タルイミド）と、
【化２】

４８質量％超～８５質量％未満の下式の３，４’－ビス（ハロフタルイミド）と、
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【化３】

０質量％超～２６質量％未満の下式の４，４’－ビス（ハロフタルイミド）

【化４】

（式中、Ｘは、それぞれ独立にフルオロ、クロロ、ブロモまたはヨードであり；Ｒはｐ－
フェニレンである）と、を含むビス（ハロフタルイミド）組成物から形成される］を有し
；
　Ｔｇが２３０℃～２５３℃であり；剛性が、３０℃～１１０℃の温度範囲において、平
行平板レオメータで求めて、１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］ベンゼン組成物
の質量に対して、１０質量％未満の１，３－［Ｎ－（４－クロロフタルイミド）］［Ｎ－
（３－クロロフタルイミド）］ベンゼンを含む１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）
］ベンゼン組成物から製造されたものを除いて、同じポリエーテルイミドより２０％～４
０％高く；
　せん断速度粘度が、１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］ベンゼン組成物の質量
に対して、１０質量％未満の１，３－［Ｎ－（４－クロロフタルイミド）］［Ｎ－（３－
クロロフタルイミド）］ベンゼンを含む１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］ベン
ゼン組成物から製造されたものを除いて、同じポリエーテルイミドより少なくとも３０％
低いポリエーテルイミドを含むことを特徴とするポリマー組成物。
【請求項２】
　前記組成物は、前記ポリエーテルイミドの合計質量に対して、１質量％未満の全環式構
造物（単環型、二環型および三環型）を含み；
　ハロゲン化溶剤に対する耐薬品性が、１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］ベン
ゼン組成物の質量に対して、１０質量％未満の１，３－［Ｎ－（４－クロロフタルイミド
）］［Ｎ－（３－クロロフタルイミド）］ベンゼンを含む１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタ
ルイミド）］ベンゼン組成物から製造されたものを除いて、同じポリエーテルイミドより
高い請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記ハロゲン化溶剤はジクロロメタンである請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記ビス（ハロフタルイミド）組成物は、その質量に対して、０質量％超～１５質量％
未満の４，４’－ビス（ハロフタルイミド）を含み；
　前記ポリエーテルイミドのＴｇは、１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］ベンゼ
ン組成物の質量に対して、１０質量％未満の１，３－［Ｎ－（４－クロロフタルイミド）
］［Ｎ－（３－クロロフタルイミド）］ベンゼンと、１５質量％超の１，３－ビス［Ｎ－
（４－クロロフタルイミド）］ベンゼンと、を含む１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミ
ド）］ベンゼン組成物から製造されたものを除いて、同じポリエーテルイミドより少なく
とも３０℃高く；
　前記ポリエーテルイミドの剛性は、１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］ベンゼ
ン組成物の質量に対して、１０質量％未満の１，３－［Ｎ－（４－クロロフタルイミド）
］［Ｎ－（３－クロロフタルイミド）］ベンゼンと、１５質量％超の１，３－ビス［Ｎ－
（４－クロロフタルイミド）］ベンゼンと、を含む１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミ
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ド）］ベンゼン組成物から製造されたものを除いて、同じポリエーテルイミドより少なく
とも４０％高く；
　前記ポリエーテルイミドのせん断速度粘度は、３０℃～１１０℃の温度範囲において、
平行平板レオメータで求めて、１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］ベンゼン組成
物の質量に対して、１０質量％未満の１，３－［Ｎ－（４－クロロフタルイミド）］［Ｎ
－（３－クロロフタルイミド）］ベンゼンと、１５質量％超の１，３－ビス［Ｎ－（４－
クロロフタルイミド）］ベンゼンと、を含む１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］
ベンゼン組成物から製造されたものを除いて、同じポリエーテルイミドより少なくとも３
０％低く；Ｘは、それぞれ独立にフルオロ、クロロ、ブロモまたはヨードであり、Ｒはｐ
－フェニレンである請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　Ｚは２，２－（４－フェニレン）イソプロピリデンであり、前記ハロ基はクロロである
請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　前記ポリエーテルイミドは、その部数に対して、
　それぞれ１００ｐｐｍ未満の前記３，３’－ビス（ハロフタルイミド）、前記４，３’
－ビス（ハロフタルイミド）および前記４，４’－ビス（ハロフタルイミド）と、
　１００ｐｐｍ未満の下式のハロ（ビスフタルイミド）と、
【化５】

　１００ｐｐｍ未満の下式のビスフタルイミドと、
【化６】

　合計で２００ｐｐｍ未満の前記３，３’－ビス（ハロフタルイミド）、前記４，３’－
ビス（ハロフタルイミド）、前記４，４’－ビス（ハロフタルイミド）および前記ハロ（
ビスフタルイミド）と、を含む請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　請求項１に記載の組成物を含むことを特徴とする物品。
【請求項８】
　シート、フィルム、多層シート、多層フィルム、成形品、異型押出品、コーティング部
品および繊維から選択される請求項７に記載の物品。
【請求項９】
　カメラモジュール、アンテナモジュール、電気コネクタ、ハードディスクドライブブラ
ケット、ラップトップカバーおよびビットソケットから選択される請求項７に記載の物品
。
【請求項１０】
　下式

【化７】

（式中、Ｍはアルカリ金属であり；Ｚは、任意に１～６個のＣ１－８アルキル基、１～８
個のハロゲン原子あるいはこれらの組み合わせで置換された芳香族Ｃ６－２４単環式また
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は多環式部分である）のジヒドロキシ芳香族化合物のアルカリ金属塩を、
　ビス（ハロフタルイミド）組成物の質量に対して、
　３０質量％超～８５質量％未満の下式の３，３’－ビス（ハロフタルイミド）と、
【化８】

　４８質量％超～７５質量％未満の下式の４，３’－ビス（ハロフタルイミド）と、
【化９】

　０質量％超～２６質量％未満の下式の４，４’－ビス（ハロフタルイミド）
【化１０】

（式中、Ｒはそれぞれｐ－フェニレンであり、Ｘは、それぞれ独立にフルオロ、クロロ、
ブロモまたはヨードである）と、を含むビス（ハロフタルイミド）組成物と反応させるス
テップを備えており、
　さらに、ポリエーテルイミドは下式の構造
【化１１】

［式中、ｎは１より大きく；Ｒはそれぞれｐ－フェニレンであり；Ｚは、それぞれ同じで
あっても異なっていてもよく、上記に定義したものであり；－Ｏ－Ｚ－Ｏ－基とフェニル
置換基間の二価結合は、３，３’、３，４’、４，３’および４，４’位置にある］を有
し；
　前記ポリエーテルイミドのＴｇは２３０℃～２５３℃であり；
　前記ポリエーテルイミドの剛性は、３０℃～１１０℃の温度範囲において、平行平板レ
オメータで求めて、１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］ベンゼン組成物の質量に
対して、１０質量％未満の１，３－［Ｎ－（４－クロロフタルイミド）］［Ｎ－（３－ク
ロロフタルイミド）］ベンゼンを含む１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド）］ベンゼ
ン組成物から製造されたものを除いて、同じポリエーテルイミドより２０％～４０％高く
；
　前記ポリエーテルイミドのせん断速度粘度は、１，３－ビス［Ｎ－（ハロフタルイミド
）］ベンゼン組成物の質量に対して、１０質量％未満の１，３－［Ｎ－（４－クロロフタ
ルイミド）］［Ｎ－（３－クロロフタルイミド）］ベンゼンを含む１，３－ビス［Ｎ－（
ハロフタルイミド）］ベンゼン組成物から製造されたものを除いて、同じポリエーテルイ
ミドより少なくとも３０％低いことを特徴とするポリエーテルイミド組成物の製造方法。
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